Исследование возможностей управляемого взаимодействия поверхности пористого кремния с жидкостями
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Пористый кремний представляет собой наноструктурированный материал (SiNP), получаемый различными методами химического и электрохимического травления. Характерной чертой пористого кремния является удельная площадь его внутренней поверхности, а отсутствие токсичности и способность к биодеградации создают предпосылки для его широкого применения в биологии и медицине [1].

Целью настоящей работы является обеспечение увеличения гидрофильных свойств пористого кремния, полученных металл-стимулированным химическим травлением (ЕЕ). 

В качестве подложек применялся монокристаллический кремний, легированный бором с удельным сопротивлением 1-5 Ом·см и кристаллографической ориентацией <111>. Формирование пористых структур проводилось методом металл-стимулированного химического травления (ЕЕ), который основан на замещении кремния при восстановлении Ag+ → Ag0 на поверхности подложки кремния [2].
Для исследования контактного угла смачивания применялся прецизионный оптический тенсиометр Theta Lite Optical Tensiometr TL 100, позволяющий в режиме реального времени проводить динамические измерения угла смачивания методом висячей капли. Исследование проводилось для двух групп образцов: 1 – образцы, обработанные в 9% растворе перекиси водорода, 2 – образцы, обработанные в 50% растворе перекиси водорода. Результаты проведенного исследования представлены на рис. 1.
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Рис. 1 Динамический краевой угол смачивания поверхности пористого кремния при обработке – 9- (а) и 50- (б) процентным раствором H2O2
Полученные зависимости динамического краевого угла смачивания водой поверхности пористой кремниевой структуры показывают, что обработка в растворе H2O2 позволяет обеспечить более высокий управляемый уровень гидрофобности.
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